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摘 要

本研究乃以2202冶金級矽塊為原料，經由粉碎和磁選後，再分篩選出0.2~0.5 和0.5~0.7 mm兩種粒徑尺寸之矽粉作為實驗

研究的材料。且於超音波震盪條件下，藉由對酸液種類與濃度、酸洗時間及矽粉粒徑的改變，對矽粉中之金屬雜質去除效

益的影響情形做探討。其間分別施以鹽酸、硝酸、硫酸和氫氟酸之單一酸及以不同比例混合之混合酸進行酸洗處理後，再

藉由ICP-OES儀器進行矽粉成份的檢測，並對鐵、鋁、鈣含量的去除效果做比較。 實驗結果顯示，單一酸種(鹽酸、硝酸

、硫酸)的使用對鋁、鈣、鈦等雜質的去除則相較不明顯。但氫氟酸酸洗液的使用，則對各種金屬雜質的去除效果皆極其優

異，不僅較其他類酸洗液有更佳的鐵去除率外，同時對鋁、鈣、鈦等元素的去除亦明顯優於其他種酸液，同時雜質總含量

亦隨著酸洗時間的增長而呈現持續降低的趨勢，其提純效果可達99.96 %。 若在不使用氫氟酸前提下，欲同時達到降低鐵

、鋁、鈣含量之目的，則可採用混合酸來取代單一酸的使用，其中尤以1硝酸：5鹽酸的混合配比有最佳酸洗效果的呈現，

純度可達99.9% (3N)。 矽塊先經粉碎機粉碎再經磁選以降低鐵含量，而相關文獻則皆採用氧化鋁球磨方式，易造成大量鋁

元素污染，且實驗酸洗手續過程相當繁雜；故本酸洗製程對業界而言，除可行大量生產、縮短處理時間外，亦可節省成本

，只需酸洗即可獲得近4N效果。

關鍵詞 : 2202冶金級矽、超音波震盪、酸洗製程、ICP-OES檢測、雜質去除率
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